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 Zadání pro objektiv Ramanova DUV spektroskopu, 

použité materiály,  AR vrstvy 
 

• Zahájení výpočtů objektivu optickým designerem 
v Meoptě s materiály CaF2 a fused silica pro 
výrobu čoček 

• Ramanova spektroskopie  pracuje ve spektrální 
oblasti od  229 nm – 274 nm 
 

                      Spectrum for CaF2 and Silica  



Objektiv pro Ramanovu spektroskopii 
(orientační schéma sestavy) 



  

 
 

2. Používané napařovací materiály pro DUV vrstvy 

Evaporation  materiál  Chemical formula Transparency            Refractive index       Melting point 

Hafnium oxide                        HfO2                    0.24-8                                   2.0                        2812 

Scandium oxide                     Sc2O3                  0.23-12                                  1.9                        2400 

 

Magnesium oxide                  MgO                     0.25-8                                   1.7                       2640 

Aluminium oxide                    Al2O3                  0.19-7                                   1.63                      2046 

 

Silicon dioxide                       SiO2                     0.17-9                                    1.45                      1713 

Magnesium fluoride             MgF2                   0.15-8                                    1.38                      1266 



3. Popis použité vakuovky pro výrobu  
 

Syrus 1100 DUV od Leybold Optics s kryo pumpou,  speciálně 
vyleštěným nerezovým povrchem, použité bezolejové vakuové pumpy  

 



Vnitřní detaily použité vakuovky 



Plasmový zdroj od firmy Leybold Optics s 
kyslíkovou sprchou nad APS zdrojem 



Porovnání plasmového zdroje - APS standard a APS pro 

  



Depozitní parametry použitých materiálů 



4. Výpočet indexů lomu 
software MatEdit od firmy Leobold Optics 



Optické indexy lomu materiálů v DUV oblasti 
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5. Optimalizace algoritmů pro výpočty 
a-automatické algoritmy  pro 1-2 vrstvy  programem  MacLeod, TFCalc  WinFilm   

b-ruční simplex metody v programu   Mcalc, Film2006, WinFilm ,CodeV etc. 
 

• MacLeod  program • Mcalc  program 



Teoretické optimální výsledky pro fused silica substráty 
 8 AR vrstvou  v  technologii  Al2O3/SiO2 a Al2O3/SiO2/MgF2  



Teoretický  design  8 AR vrstvy  technologii Al2O3/SiO2/MgF2 
  



6. Výroba vrstev na čočkách pro Ramanovu spektroskopii 
( měření na čočkách na spektroskopu Specord 600) 
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Propustnost na lithosilové čočce 
(navrstveny po obou stranách ) 
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Děkuji za pozornost 


